別紙１
「ジャパン・テクノロジーローラム」の公募および開催概要

1 対象：　公募の対象となる分野において優れたテクノロジー・製品を保有する企業（団体）

②公募となる分野：　
	対象分野
	技術ニーズ

	先端材料
	- ナノテクノロジーを活用した素材（金属、複合材、磁石）

- 高性能複合材（材料、製造、検査）

- 水、気体、バイオマテリアルの分離膜

-　超合金（耐熱合金）

-　コーティング材（耐熱、耐腐食、ステルス）

	環境・省エネルギー

	- クリーンエネルギー

- 送配電

- 大容量蓄電池

- 低電力、低ノイズ

	エレクトロニクス
	- 高温、流量、圧力、燃焼、非破壊調査センサー　（高SNR、非接触、小型・MEMS、有機・バイオ）

- 高温、パワーエレクトロニクス

- エレクトロニクス材料（絶縁体、冷却材）

- 可逆データ圧縮、処理

- ワイドバンドギャップ素材（SiC、 GaN、 ダイアモンド）

	ヘルスケア・バイオサイエンス
	- 低侵襲・非侵襲｛しんしゅう｝画像診断および治療

- デジタルパソロジー

- 画像ノイズ除去

- マイクロフルイディクス（サンプル調製、精製）

- 創薬（タンパク質、細胞）

	ものづくり
	- 水、気体、バイオマテリアルの分離プロセス

- 小型X線源

- レーザー加工

- 研磨加工

- 材料修復、再生


③応募方法：
下記電子メールアドレスよりお申し込み下さい
近畿経済産業局　地域経済部　次世代産業課
　　〒５４０-８５３５ 大阪市中央区大手前１丁目５番４４号　担当：松田、斎藤
TEL：０６－６９６６－６００８　／　FAX：０６-６９６６-６０９７
電子メール：matsuda-shinya2＠meti.go.jp
④選考基準：


GEの選考基準に準拠する

⑤公募期間：


2009年2月20日（金）まで
⑥フォーラム概要：

開催日：2009年5月26日（火）

会場：
未定（東京港区を予定しています）

GE側出席者：

・　産業事業分野を中心とした各事業部門の担当者

・　GEグローバル・リサーチ 先端技術プログラム担当責任者

参加企業（団体）：

・　選抜企業　（選抜された企業には３月頃フォーラムへの出展を依頼予定）

内容：

・出展企業によるテクノロジー紹介、製品展示など

・出展企業との新たなコラボレーションに向けた具体的な話し合い等







